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１．概要（Summary） 

石英ガラスに深さ 200 µmを超える溝を形成するため、

パターニングされたクロム膜(Cr/CrO)をエッチングマスク

として、フッ化水素酸 HF による石英ガラスのウェットエッ

チングを行ったところ、エッチングマスクのピンホールに起

因する多数の不要な孔食が発生した。そこで、金膜の積

層によりエッチングマスクの耐性を向上させ、孔食の数を

削減した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

4インチ高真空EB蒸着装置、光リソグラフィ装置MA-6、

形状・膜厚・電気評価装置群 

【実験方法】 

クロム膜(Cr/CrO t = 0.1 m)を持つ石英ガラス板材に、

支援機関の設備（レジスト塗布装置、MA-6、ドラフトチャ

ンバー等）を用いて、レジストパターンを形成する。更に、

上記パターンをエッチングマスクとして、クロムエッチャント

によりクロム膜を部分的に除去する。そして、レジストも溶

剤により除去する。これにより、溝形成で用いるエッチング

マスク（開口部を持つクロム膜）を形成する。 

金膜積層（Cr/CrO/Au）試料の作製では、同施設の 4

インチ高真空 EB 蒸着装置を用いて、エッチングマスクで

あるクロム膜の上面に Au t = 0.1 µmを積層する。 

支援機関の設備を用いて、上記 2 種類の試料を HF 

50 %（室温）に 3 時間浸漬する。エッチングマスクが無い

部分の石英ガラスが除去され、試料表面に溝が形成され

る。エッチングにより形成した溝の深さは、同施設の触針

式段差計を用いて測定する。ピンポールの数は、支援機

関の光学顕微鏡により目視で確認する。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 は、エッチング後の試料と、孔食の例を示す。ク

ロム膜形成試料で、深さ 200 µm以上の溝を形成したが、

表面には多数の孔食が発生した。Fig. 1に示す試料の孔

食の数を以下に示す。 

・Cr/CrO（膜形成試料）   287個 

・Cr/CrO/Au（膜形成試料）  48個 

金膜の積層により孔食が 1/6 に減少した。これにより、

HF 50 %に対するエッチングマスクの耐性が向上したと判

断する。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 本実験を行うにあたり、様々なご協力を頂きました東京

大学 VDEC水島彩子様に深く感謝致します。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし  
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